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１．はじめに 

テフロン(ポリテトラフルオロエチレン:PTFE)

は、強固な C-F 結合をもつため、化学的に安定で

丈夫なポリマーであり、また優れた耐熱性や絶縁

特性を有しているため、様々な産業分野で広く用

いられている。しかしながら、極めて高い非粘着

性を有するため、PTFE の接着性向上が課題となっ

ている。本研究では、大気圧下でのプラズマ表面

処理による PTFE表面の接着性向上の実現を目的と

して、大気圧プラズマジェット（APPJ）による PTFE

表面処理における基板バイアスの効果を調べる実

験を行った。 

２．実験装置 

本実験では、厚さ 50µmの PTFEシートを使用した。

この PTFE を超音波洗浄後、ステージ上に配置した。

図 1にプラズマ実験装置の概略を示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPJ装置は、内径3mmのガラス管に銅製テープを

巻き付けて電極としたものを用い、銅製テープに

高電圧電源を接続する単電極型とした。実験では、

電極に周波数5 kHz、電圧±8 kVの矩形波を印加し

プラズマジェットの生成を行った。PTFEのプラズ

マ処理では、アミノ基の表面修飾には、He/NH3混

合ガスを用いた。PTFE表面の化学組成評価では

XPSを用い、アミノ基修飾の確認には、アミノ基に

選択的に反応する蛍光色素を用いて蛍光顕微鏡で

解析した。 

３．実験結果 

 Fig.2 に基板バイアス電圧の有無における、XPS

の N 1sスペクトルの測定結果を示す。-600 V の基

板バイアス電圧を印加することにより、バイアス

電圧を印加しない場合と比べて、約 2倍の N 1sの

強度が得られた。また蛍光色素を用いた実験では、

バイアス電圧印加した場合の方がより均一な蛍光

を得られており、負バイアス印加によるアミノ基

修飾の有効性を確認した。 
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Fig. 1 Schematic diagram of the experimental apparatus.  

 

(a) Pristine 

(b) 0V 

(c) -600V 

Fig.2  N 1s XPS spectra of the PTFE films. 

 (a) pristine, (b)bias 0V, and (c)bias -600V. 
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